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ポリビニルアルコールをベースフィルムとした

シリカ蒸着フィルムのバリア特性
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　シリ力蒸着フィルムの市場は近年大幅に成長を続けている。弊社

では環境調和型ガスバリアフィルムとして、シリ力蒸着フィルム
「テックバリア⑧」を上市している。今回はその中で最もバリア性が

良好な「テックバリア⑧S」を中心に、その特徴と利用分野につい

て報告する。

シリ力蒸着について

　シリカ蒸着フィルムの製造方法には主に物理蒸

着法PVD法（physical　vapor　deposition）および化

学蒸着法CVD法（chemicalvapor　deposition）に分

けることができる1）。

　PVD法では抵抗加熱方式や電子線加熱方式等に

より真空中で珪素や珪素酸化物のシリカ（SiOx）を

蒸着させ、基材フィルム上に薄膜を形成させる。

真空中で蒸着材料を蒸発させることにより、不純

物の混入が少なく、緻密な薄膜の形成が可能とな

る。CVD法では原料としてガス状のシランまたは

シロキサン化合物にプラズマを用いて酸素と反応

させ、基材フィルム上に薄膜を形成させる。基材

フィルムとの結合が化学結合であることかち密着

性が期待できるが、化学反応させることから成膜

速度が遅く大量生産に向いていない。今のところ

PVDによる生産方式が主流である。

　「テックバリア⑧」のシリカ蒸着膜はSiO15～18程

度の酸化状態であり、わずかに黄色味を帯びてい

る。シリカ蒸着フィルムの色は蒸着膜の酸化状態

により大幅に変化する。また酸素透過率とシリカ

蒸着膜の酸化状態にも密接な関係があり、酸化状

態SiOL8以上になるとSiO2に近くなり色調は薄くな

っていくが、バリア性を安定させることが難しい。

蒸着によるバリア性の付与は、蒸着膜をいかに緻

密に形成するかが技術のポイントとなる。

　アモルファス物質であるシリカ蒸着膜中では、

蒸着基材に付着するシリカ粒子の間隙がガスバリ

ア性を阻害する原因となる。これらの間隙は、蒸

着時の残留ガスやフィルムからのアウトガスによ

り発生する。気体分子が衝突するまでの平均的な

移動距離は、平均自由行程として表される。大気

中の空気分子は0．1μm程度進むと衝突するが・

10一3Paの真空中では数mの移動距離となる。この

ため、真空中ではシリカ蒸気にガスが衝突する頻

度は少なくなり、緻密な膜となる。

シリ力蒸着フィルム「テックバリア⑨」に

ついて

＊たけむら　もとよし：平塚工場筑波製造所　技術グループ

〒300－1201　茨城県牛久市東猜穴町1000

岱029－841－8898

　「テックバリア⑪」はPET（ポリエチレンテレフ

タレート）、ONY（ナイロン）、PVA（ポリビニルア

ルコール）等のベースフィルムにシリカ蒸着を行

った透明な超ガスバリアフィルムである。ガラス
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